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“ Osvétlovact systém je uréen pro kopirova-
¢f a projekéni zafizeni s pouZitim zdroje s
rgtacng symeétrickou kFivkou svitivosti. Uge-
lem ‘vyndlezu je soustFedit velkou &ast své-
telneé energie vyz akFovaiié zdrojém na osvétio-
vahou plochu s velmi dobrym rozloZenim
osvétleni. Pro specidlni adely lzé béz éner-
getickych ztrat ménit jednoduSe rozmér zd-
Fictho pole.

Uvedeného udelu se dosdhne osvétlovacim
systémem, sestdvajicim ze dvou koncentric-
kych zrcadel a axidlngé posuvného KuZelo-
vého odraZecde. Polomér kFivosti konkdvni-
ho sférického zrcadla je dvojndsobny neZ
polomér kFivosti konvexniho sférického zr-
cadla. Cely systém je rotaén& symetricky
podle osy svételného zdroje.

Vynalez lze vyuZit ve vét§iné projekcnich
a kopirovacich zafizeni, napf. pFi kinemato-
grafické projekci, pfi projekci statickych
diapozitivi, u fotolitografickych kopirova-
cich a projekénich zafizeni.
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Vyndlez se tykd osvétlovaciho systému pro
kopirovaci a projekéni zafizeni, ve kterych
je pouZit zdroj svétla s rotaén& symetrickou
ki¥ivkou svitivosti.

Pro kopirovaci a projekéni zafizeni byly v
posledni dob& vyvinuty nové svételné zdroje
s vysokou svételnou ucinnosti, s vhodnymi
spektrdlnimi vlastnostmi a malymi rozméry
sviticiho pole. Konkrétné se jednd o vyso-
kotlaké projekéni vybojky rtutové, xenono-
vé nebo halogenidové se zdFicim polem tva-
ru vélce. V8echny tyto zdroje maji rotaéné
symetrickou k¥ivku svitivosti.

Osvétlovaci systémy bé&Zné& uZivané v rads
zaFizeni Casto nerespektuji specifické vlast-
nosti vyse uvedenych zdrojii. Casto se po-
uZivaji klasické Codkové kondenzory nebo
eliptickd &i parabolicka zrcadla. Vysledkem
je velmi nizkd svételnd ucinnost v prvnim
pr¥ipad& nebo $patnd rovnomdrnost osvétleni
v pfipad& druhém. U dodkovych systémil je
casto na zdvadu p¥imkovy tvar sviticiho po-
le, ktery omezuje rozliSovaci schopnost ko-
pirovaciho nebo projek&niho zafizeni ve
sméru kolmém na smér sviticiho pole.

Vy3e uvedené nedostatky z velké ¢dsti od-
straiiuje osvétlovaci systém s mé&nitelnym
polem podle vynédlezu.

Jeho podstatou je, Ze je tvofen dvéma kon-

centrickymi zrcadly a kuZelovym odraZe-

fem, kde polom&r kFivosti konkdvniho zp-
cadla je dvojndsobny neZ polomér Kkiivosti
konvexniho zrcadla. KuZelovy odra%e& je
axialng posuvny. Cel§ systém je rotacng sy-
metricky podle osy svételného zdroje.

Timto osvétlovacim systémem je mo¥né
soustiedit velkou C4st sv&telné energie vy-
zafované zdrojem na osv&tlovanou plochu s
velmi dobrym rozloZenim osv&tleni. Ziroveii
je moZné pro né&které specidlni tiéely mé&nit
jednoduse rozmér z&Fictho pole bez jakych-
koli energetickych ztrat.

Priklad uspofddéani osvétlovactho systému
s ménitelnym polem podle vynédlezu je sche-
maticky zndzornén na vykresu.
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Osvétlovacl systém je tvofen svételnym
zdrojem 1, v jehoZ podélné ose je umistén
axidlné posuvny kuZelovy odrdZe¢ 4. Rotac-
né symetricky podle osy svételného zdroje
1 je umisténo konkdvni sférické zrcadlo 2
a konvexni sférické zrcadlo 3. Polomér kii-
vosti konkdvniho sférického zrcadla 2 je
dvojndsobny neZ polomér kFivosti konvexni-
ho sférick&ho zrcadla 3.

Svétlo ze zdroje 1 je soustFedovdno kon-
kavnim sférickym zrcadlem 2 na konvexni
sférické zrcadlo 3 a dalSim odrazem na kon-
kdvnim sférickém zrcadle 2 na kuZelovy od-
rdaze¢ 4, v jehoZ blizkosti se vytvoli sekun-
dérni svételny zdroj ve tvaru sviticiho prs-
tence. Pak svazek dopadd na pracovni plo-
chu 5 (pfi uZiti v kopirovacich strojich] ne-
bo je déle soustfedén kondenzorem 6 do ob-
jektivu 8, pricemZ prochédzi promitanou pied-
lohou 7 (p#i uZitl v projekénich zafizenich).
Cast pouZitd v projek&nich zafFizenich je
kreslena ¢arkované.

Z vykresu je patrné vyuZiti znacné &édsti
svétla zdroje 1, pF¥icemZ hlavni paprsek le-
Zi v mist& nejvy$si svitivosti u vétSiny uve-
denych zdrojl. ProtoZe svitivost je v daném
vyzafovacim uthlu témér konstantni, je i o-
svétleni pracovniho pole 5 nebo pfedlohy 7
velmi rovnomérné. Dalsi vyhodou je moZ-
nost zmény primeéru svitictho prstence, a

© tedy rozméru sekundarniho zdroje, pouhym

axidlnim posuvem kuZelového odraZede 4.
Na spodni a horni poloving systému jsou
nakresleny dvé krajni polohy — v horni &as-
ti minimdlni a v dolni ¢4sti pak maximédlni
rozmér sekundédrniho zdroje. Této vlastnosti
systému je moZno vyuZit k dokonalému vy-
pln&ni vstupni pupily. objektivu sv&telnym
paprskem, resp. svazkem, nebo ke zméné
dhlového rozméru zdroje v kopirovacich za-
Fizenich, coZ je poZadovéno nap¥. pii kopi-
rovani v separacni vzddlenosti, kdy maska a
citlivd vrstva jsou oddg&leny malou vzducho~
vou mezerou.

PREDMET VYNALEZU

Osvétlovaci systém s ménitelnym polem,
vyznagujici se tim, Ze se skladéd ze dvou kon-
centrickych zrcadel (2, 3) a kuZelového od-
rdZece (4), kde konkédvni sférické zrcadlo
(2} méd dvojndsobny polomé&r kiivosti neZ

konvexni sférické zrcadlo (3), a Ze kuZelo-
vy odrdZe¢ (4) je axidlné posuvny, pricemZ
cely systém je rotacn& symetricky podle osy
sv8telného zdroje (1).

1 list vykresu
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